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DESCRIPCION

Procedimiento para la fabricacion de una chapa de estampado con estructura tridimensional para la fabricaciéon de
documentos por medio de la prensa de laminacion de calor-frio

El objeto de la invencién es un procedimiento para la fabricacién de una chapa de estampado para la fabricacion de
documentos, en particular documentos de seguridad, como carnés de identidad, pasaportes, tarjetas de
identificacion, tarjetas de crédito, tarjetas de cliente, carnés de conducir y documentos a modo de pliego y/o de
tarjeta y/o de libro por medio de estampado superficial.

La presente invencion hace posible la fabricaciéon econémica de una chapa de estampado tridimensional individual
para la fabricacion de documentos estampados en superficie por medio de laminacion y estampado y/o estampado
individual en una prensa de laminacion de calor-frio.

Descripcion del estado de la técnica

En el documento EP 0 216 947 B1 (Maurer Electronics) y en el documento EP 0 219 012 B1 (GAO) y en los
documentos EP 0 842 791 B1 (Giesecke & Devrient), EP 0 790 898 B1 (Giesecke & Devrient) y EP 0 843 281 A2
(Giesecke & Devrient) se describen soportes de datos con una caracteristica de autenticidad Optica, asi como
procedimientos para la fabricacién y comprobacion del soporte de datos tomando como base elementos gofrado. En
este caso, se introducen informaciones por medio de rayo laser y se genera una denominada imagen oscilante, que
se puede reconocer bajo dos angulos de visibilidad diferentes con informaciones diferentes de modo visual.

Los procedimientos de fabricaciéon conocidos se refieren a la laminacion de transferencia clasica en uso mdltiple, asi
como el estampado superficial posterior en un documento acabado por medio de diferentes métodos.

En los documentos DE 102 01 032 Al, Braun Eckhard (Giesecke & Devrient GmbH, 81677 Munich, DE;
“Stahltiefdruckverfahren zum Herstellen eines Sicherheitsdocuments sowie Stahltiefdruckplatte und Halbzeuge dafir
und Verfahren zu deren Herstellung.”), WO 97/19816 Al (Scheppers Druckformtechnik GmbH; Saueressig
GbmH+Co.), WO 00/00921 Al (Mazumder), WO 03/103962 Al (KBA-Giori S.A.) EP 0 322 301 B1 (Banque de
France) y WO 03/057494 Al (Giesecke & Devrient GbmH) se describen métodos, procedimientos e instalaciones
para la fabricacién de placas de grabado, en particular chapas de grabado de acero, para el uso bajo presion de
documentos de seguridad, en particular de billetes.

En todos estos procedimientos y maquinas se mencionan planchas impresoras o bien planchas para aplicaciones de
la técnica de impresion; sin embargo, no se menciona ninguna solucion para el uso en una prensa de laminacion de
calor-frio.

Con el documento GB 401,579 se da a conocer una plancha de estampado mejorada hecha de aluminio o de
aleacion de aluminio, como por ejemplo una plancha de huecograbado, que presenta una pelicula de 6xido adhesiva
dura, resistente al desgaste, o una superficie hecha fundamentalmente de 6xido de aluminio.

La invencidn posee la desventaja de que, en este caso, la plancha impresora sélo se reivindica como dispositivo, si
bien no se reivindica su aplicacion o uso.

Con el documento US 5,106,125 A se da a conocer una disposicién para la mejora de la seguridad frente a la
falsificacion de un documento de valor, en la que una hoja flexible est4 unida de modo local a la superficie del
documento de valor, y la hoja flexible presenta al menos una caracteristica de seguridad, y la caracteristica de
seguridad presenta una microestructura para la incidencia de la luz de difracciéon Optica, y un perfil de seguridad
estampado en la superficie del documento de valor en forma de una macroestructura, y la caracteristica de
seguridad y el perfil de seguridad se solapan parcialmente, estando abombadas las lineas de relieve de la
macroestructura del perfil de seguridad desde el plano de la superficie del documento de seguridad, y presentando
efectos de brillo suficientemente reconocibles como consecuencia de la luz incidente, originandose en el uso de esta
disposicién uno o varios puntos de rotura controlada en la caracteristica de seguridad, cuando la caracteristica de
seguridad se retira del documento de valor, y se deforma de tal manera que la deformacion se puede ver facilmente,
cuando la caracteristica de seguridad se aplica sobre un segundo documento de valor.

Esta invencion presenta la desventaja de que el perfil de seguridad se estampa en la superficie del documento de
valor.

El documento DE 27 06 947 Al da a conocer un procedimiento para la fabricacion de grabados sobre Utiles de
moldeo en forma de planchas o de cilindros para planchas de plastico, bandas de plastico o similares, por medio de
la aplicacion de una reserva caustica correspondiente al patrén de estampado por medio de un molde de imprenta o
de una pelicula de copia y un tratamiento caustico a continuacion, repitiéndose la aplicacion de la reserva caustica y
el tratamiento caustico posterior una o varias veces. Asi pues, se han dado a conocer todas las caracteristicas del
preambulo de la reivindicacién 1 independiente de la presente invencion.

El documento DE 197 41 998 Al da a conocer que, en un procedimiento para la fabricacién de una herramienta de
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estampado para, por ejemplo, monedas, medallas, piezas de joyeria y similares, la superficie de una herramienta de
estampado se modifica por medio de un rayo laser a poca profundidad de tal manera que se consiguen
determinados efectos épticos en la pieza estampada. En este caso, se fabrican estructuras en bajorrelieve y/o en
relieve referidas a una superficie de brillo intenso definida como plano de referencia.

Se exige el uso de una superficie de estampado de brillo intenso y la generacion de cavidades conformadas de
modo tridimensional y la generacion de microestructuras en relieve, y ello sin dafiar la superficie de brillo intenso.
Las estructuras en bajorrelieve generadas en la chapa de estampado estaran en relieve en documentos laminados,
0 bien estampados superficialmente, y las estructuras en relieve en la chapa de estampado estaran en bajorrelieve
en el documento laminado o estampado superficialmente.

El objetivo de lainvencidn

El objetivo de la presente invencion es la fabricacion econdmica de una chapa de estampado estructurada para el
uso en una prensa de laminacion para la fabricacion de, por ejemplo, tarjetas o carnés laminados o documentos
similares.

La consecucién del objetivo
La invencion consigue el objetivo planteado por medio del aprendizaje técnico de la reivindicacién independiente.

El problema en la consecucion del objetivo segun la invencion era que, en una chapa de estampado pulida de brillo
intenso, se tenian que practicar estructuras tridimensionales sin dafiar la superficie de brillo intenso. Con ello, esta
definido el plano de referencia como una superficie pulida de brillo intenso que en ningln caso se puede dafiar por
medio de las estructuraciones posteriores.

Se propone una chapa de estampado para una prensa de laminacién de calor-frio que, sobre la base de una chapa
de metal de superficie dura fundamentalmente libre de puntos defectuosos, de un grosor y dimensién adecuados y
de una superficie adecuada en forma de una superficie pulida de brillo intenso, lleve una estructura tridimensional.

Se describen a continuacion pasos del procedimiento de dos y mas etapas.

Cuando se trata de mecanizar mas la estructura tridimensional generada en un primer paso de procedimiento, se
conecta un segundo paso del procedimiento que realiza el resto del estructurado deseado de la estructura
tridimensional ya generada.

Del mismo modo, se puede emplear un proceso de dos etapas cuando, en el primer paso del proceso, se introducen
las estructuras en bajorrelieve en un campo de mecanizado mayor, y permanecen en este campo de mecanizado
aumentado superficies sin mecanizar (por ejemplo, las regiones del borde), en las que, con el segundo paso del
procedimiento, se introduce otra estructura, en bajorrelieve o en relieve (por ejemplo, una microescritura).

En la generacién de estructuras en bajorrelieve y en relieve se requieren, sin embargo, al menos dos pasos del
procedimiento.

Esta estructura se practica, en un procedimiento de al menos dos etapas, en la superficie pulida de brillo intenso de
la chapa de estampado

La expresién “procedimiento de al menos dos etapas” significa que la estructura se practica con dos etapas del
procedimiento diferentes. Queda abierto si las dos etapas del procedimiento se ejecutan temporalmente una tras
otra u ocurren simultaneamente. Naturalmente se pueden emplear mas de dos pasos del procedimiento.

En un primer paso del procedimiento se aplica por ejemplo una mascara fotografica en toda su superficie, por medio
de laminacion, rociado, impresién, revestimiento de bobinas y fundicién de cortina, y se expone por medio de una
exposicion adecuada en forma de una exposicién de mascara y/o exposicion laser.

Se descubren entonces aquellas estructuras (desmoldeadas) que han sido sometidas a un procedimiento posterior
guimico y/o galvanico de desgaste. De este modo, se crean estructuras en bajorrelieve tridimensionales.

Dependiendo de la conformacion del bafio quimico o galvanico, se ajustan socavaciones de las estructuras de
enmascaramiento de tal manera que se consiguen estructuras en bajorrelieve fundamentalmente semicirculares que
generan estructuras a modo de lente en relieve en la aplicacion como chapa de estampado.

En un segundo paso del procedimiento, se aplica en toda la superficie un segundo enmascaramiento fotogréafico y se
presta atencion al hecho de que los bajorrelieves tridimensionales ya fabricados estan bien cubiertos. Después de
una segunda exposicion y descubrimiento de la al menos segunda estructura para la fabricacion de una
microestructura en relieve, se aplica sobre la chapa de estampado un segundo proceso quimico o galvanotécnico, y
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se genera con ello una microestructura en relieve.

Alternativamente a este segundo procedimiento de enmascaramiento fotografico y de galvanizacién, se puede usar
también un proceso de mecanizado laser aditivo para la fabricacion de esta estructura en relieve, o se puede usar un
proceso laser substractivo o bien ablativo para la fabricacién de una estructura en bajorrelieve.

En otra conformacién de la invencion, en lugar de una chapa de metal con una superficie de brillo intenso o mate, se
puede usar una chapa moldeada galvanica. En esta variante, se fabrica una estructura en el uso mdaltiple una vez, y
a partir de ella se realizan piezas moldeadas galvanicas. Estas piezas moldeadas galvanicas pueden ser sometidas
a continuacion al resto de procesos de estructuracion.

La ventaja de esta variante reside en el hecho de que, por ejemplo, las estructuras en forma de lentes criticas se
pueden montar ya en este primer paso, y de modo correspondiente a la capacidad de produccion requerida, se
fabrica el nUmero necesario de piezas moldeadas galvanicas, y estas chapas galvanicas so6lo han de ser sometidas
a varios procesos sencillos de microestructuracion, pero ya no se han de someter a los costosos procesos de
estructuracion de lentes. Otra ventaja de esta variante reside en el hecho de que con ella se dispone de chapas de
presion de alto valor cualitativo para el resto de los procesos de microestructuracion.

La chapa de estampado fabricada de esta manera se usa para la produccién de documentos, en particular
documentos de seguridad, como carnés de identidad, pasaportes, tarjetas de identificacién, tarjetas de crédito,
tarjetas de clientes, carnés de conducir y documentos a modo de pliego y/o de tarjeta y/o de libro por medio de
laminacién y estampado y/o estampado por piezas en una prensa de laminacion de calor-frio.

Habitualmente se usan para ello sistemas de moldeo por transferencia. En este caso se laminan entre si, o bien se
unen entre si, en la mayoria de los casos, varios pliegos posicionados entre si, impresos y no impresos (pliegos
superpuestos y capas centrales) en una prensa por calor tipicamente a entre 200 y 300 N/cm? y con la temperatura
de laminado requerido de por encima de 100°C hasta aproximadamente 200°C, y a continuacidon en una prensa en
frio tipicamente de 200 a 500 N/cm? y una temperatura de refrigeraciéon habitualmente por debajo de 50°C,
preferentemente, sin embargo, por debajo de 25°C.

En los sistemas de moldeo por transferencia convencionales, en la mayoria de los casos se usan varios pisos con
cajitas, y en las cajitas se disponen, apiladas una sobre otra, chapas de presion y paquetes de laminado. Entre las
cajitas o entre las chapas de presion, se usan habitualmente capas de compensacion hechas de esteras de goma
reforzadas con tejido de fibra de vidrio, o papeles, o capas intermedias afieltradas. Estas capas deformables han de
incrementar la presion superficial de modo uniforme, o bien mejorarla, o bien compensar irregularidades.

Como chapas de presion se usan habitualmente, en una prensa de varios pisos, conocida en el estado de la técnica,
placas de acero fino con una estructura de brillo intenso o satinada o mate. Habitualmente, esta placa de presion se
puede usar por ambos lados. Junto a la prensa de varios pisos, se usan habitualmente prensas de mesa circular o
instalaciones de prensado individual.

Las chapas de prensa se usan con grosores de 0,3 a 2,0 mm, preferentemente se usan grosores entre 0,8 mm y
1,5 mm. El formato usado se selecciona desde el uso individual hasta el uso multiple de tipicamente 20 6 24 ¢ 48
usos en elementos de laminado de tamafio de una tarjeta de crédito. Una chapa de presion tipica se ofrece, por
ejemplo, por la firma Béhler Bleche GmbH en A-8680 Mirzzuschlag/Austria con la designacion de tipo A-505 en la
calidad de acero DIN 1.4301 o bien AISI 302.

Se usan chapas de presion con estructuras de lentes, habitualmente en forma de sistemas de lentes lenticulares en
relieve o en bajorrelieve, para la fabricacion de documentos con elementos superficiales de estructuras de lentes. En
este caso, se pueden usar chapas de presién fabricadas de modo galvanico hechas de niquel galvanizado o chapas
de acero o niquel con inserciones de lentes. En todos los casos se ha de prestar atencion al hecho de que se han de
usar las parejas de chapas de presion que presenten un coeficiente de dilatacion térmico similar.

Por chapa de estampado se entiende una chapa metélica con un grosor de 0,3 a 2,0 mm, preferentemente con un
grosor entre 0,8 mm y 1,5 mm. Los formatos habituales se seleccionan desde el uso individual hasta el uso multiple
de tipicamente 20 6 24 6 48 usos, con elementos de laminado del tamafio de una tarjeta de crédito. Una chapa de
presion tipica se ofrece, por ejemplo, por la firma Bohler Bleche GmbH en A-8680 Mirzzuschlag/Austria con la
designacién de tipo A-505 en la calidad de acero DIN 1.4301 o bien AISI 302. Alternativamente se pueden usar
también chapas de acero revestidas de modo galvanico, o chapas construidas de modo galvénico, por ejemplo
hechas de niquel.

En todos los casos, se han de usar parejas de chapas de presién que presenten una dilatacion térmica lo mas
similar posible. Para duraciones elevadas son ventajosas grandes durezas de la superficie. Segun la invencion, la
superficie se realiza pulida con brillo intenso. Habitualmente se usan chapas de presion en una prensa de pisos con
cajitas por ambos lados, usandose la primera y la segunda chapa de prensa sélo con un lado hacia el paquete de
laminado.
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En el caso del uso de chapas de presion estructuradas o bien de chapas de estampado, es igualmente ventajosa la
posibilidad de utilizacion por ambos lados; sin embargo, se encuentra con limites técnicos y relativos a costes. En
este caso, se han de comparar el nimero de piezas requerido o la serie de célculo y el plazo de entrega requerido
frente a los costes adicionales en la fabricacién de chapas de estampado estructuradas por ambos lados.

Por documento se entiende, en particular, documentos de seguridad, como carnés de identidad, pasaportes, tarjetas
de identificacion, tarjetas de crédito, tarjetas de cliente, carnés de conducir y documentos a modo de pliego y/o de
tarjeta y/o de libro. En este caso, se ha de poder deformar al menos la capa de laminado superior de modo
termoplastico con las fuerzas de presion superficial convencionales hasta 500 N/cm? y habitualmente por encima de
este valor, hasta aproximadamente 650 N/cm?. En el caso de matrices criticas puede ser ventajosa una prensa de
laminacién soportada por vacio. Gracias a ello se pueden evitar de modo sencillo inclusiones de aire.

Por estructura de lente se entiende una conformacion fundamentalmente transparente éptica conformada de modo
tridimensional, que, por medio de la chapa de estampado estructurada, esta dispuesta o fabricada en relieve y/o en
bajorrelieve en o sobre la superficie del documento.

En una forma de conformacion habitual, se usan sistemas de lentes lenticulares, en los que la serie de lentes se
pueden usar con diferentes radios y diferentes dimensiones de reticula. Esto resulta a partir de una diferente altura
de estampado o bien de una profundidad de estampado por encima de la superficie de estampado.

En una forma de realizacion sencilla se fabrican hendiduras a modo de lentes en la chapa de estampado, y gracias a
ello se generan sobre el documento estructuras en forma de lentes en relieve.

En otra forma de realizacion se fabrica en primer lugar una elevacion plana sobre la chapa de estampado y, en esa
elevacion, se fabrica la estructura a modo de lente, y con ello se puede fabricar un documento en el que la estructura
a modo de lente esta dispuesta por debajo de la superficie de brillo intenso segun la invencién.

Junto a las estructuras a modo de linea, a modo de lente, también se pueden usar estructuras a modo de lente
dispuestas hexagonalmente o en forma triangular o a modo de punto. La conformacion de la forma de la lente,
dependiendo de la aplicacion, habitualmente no es critica y se pueden aceptar o desear desviaciones relativamente
grandes respecto a un radio. La conformacion del producto 6ptico conformado de modo tridimensional se puede
conformar y/o componer también en forma rectangular, a modo de pardbola, de modo eliptico, en forma trapezoidal,
en forma de “V”, o de modo irregular.

Tales estructuras Opticas conformadas de modo tridimensional, en caso de observacién visual y/o por medio de
magquinas de informacién dispuesta por debajo, es decir, en la region interna de un documento, han de influenciar la
trayectoria de los rayos de tal manera que se dé una modificacion de esta informacion de modo visual y/o por medio
de una maquina. Con la modificacion del angulo visual también se modifica la informacién leida.

Al usar estructuras Opticas curvadas de modo positivo, ademas de esto, se da un aumento éptico de un elemento de
la informacion dispuesta por debajo, mientras que en el caso de estructuras épticas planas se consigue una imagen
Optica dada de modo correspondiente a las relaciones angulares.

Por socavacion se entiende la fabricacion de una mascara fotogréfica, en la que las aberturas estéan realizadas tan
pequefias que, con una realizacion de un bafio caustico correspondiente tiene lugar un grabado por agua fuerte
practicamente is6tropo, y gracias a ello se consigue una fuerte socavacion. Con ello se puede conseguir
lateralmente una profundidad de socavacion similar a la de en la profundidad, y gracias a ello se pueden conseguir
los bajorrelieves a modo de lente deseados. La condicion previa para un proceso de grabado al agua fuerte de este
tipo es una mascara fotografica adecuada, una realizaciébn de un bafio adecuada y chapas libres de puntos
defectuosos o bien superficie libres de puntos defectuosos. Un grabado por agua fuerte de este tipo es suficiente
como Unico paso del procedimiento para practicar una estructura tridimensional en bajorrelieve por debajo del plano
de referencia en el material de la chapa de estampado.

Por microescritura se entiende una estructura que no se puede leer a simple vista. La escritura puede estar realizada
en relieve o en bajorrelieve, y puede estar conformada, por lo demas, en forma de linea o en forma de punto.

Por estructura de difraccién se entiende un elemento 6ptico de difraccion de luz conformado de modo plano o en
forma de linea o de modo grafico, que se estampa por medio de la chapa de estampado en la superficie. En una
forma de realizacién preferida, el elemento de difraccién esta dispuesto mas o menos de modo empotrado y, gracias
a ello, esta protegido frente a dafios mecanicos, como arafiazos y roces.

Por laminacién se entiende, por ejemplo, el mecanizado en un sistema de moldeo por transferencia, una prensa de
mesa redonda, una prensa de alimentacién continua o una instalacion de laminado de paquetes individuales. En
este caso, se unen entre si, en la mayoria de los casos varios pliegos posicionados entre ellos, impresos y no
impresos (pliegos sobrepuestos y capas centrales) en una prensa por calor tipicamente entre 200 y 300 N/cm? y con
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la temperatura de laminado requerida de mas de 100°C y hasta aproximadamente 200°C, y a continuacién en una
prensa en frio tipicamente de 200 a 500 N/cm? y una temperatura de refrigeracion habitualmente por debajo de
50°C, preferentemente, sin embargo, por debajo de 25°C.

Sin embargo, también se pueden unir entre si paquetes de laminados individuales en un proceso de prensa por calor
seguido de un proceso de prensa en frio, y el proceso de laminado también se puede realizar en una prensa de
laminado en la que el proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento se realicen uno tras otro en la misma
prensa. Las instalaciones de laboratorio o de ensayos pequefias se basan frecuentemente en este principio.

En una variante especial de la laminacién, puede tener sentido un soporte por vacio, con lo que, en particular, se
puede evitar, en el caso de capas de impresion irregulares, una inclusion de aire.

Por estampado de superficie y/o estampado de superficie por piezas se entiende la introduccion de una estructura
superficial en un documento practicamente acabado. Puesto que partimos al menos de una capa superior
termoplastica, la chapa de estampado se ha de calentar de modo correspondiente con una presion superficial
adecuada sobre la superficie de los documentos, y a continuacion se ha de refrigerar la chapa de estampado bajo
presion. Este proceso lleva a tiempos de proceso relativamente largos. Una carga con ultrasonidos y/o una
microoscilacion pueden ofrecer habitualmente resultados de estampado suficientemente buenos con tiempos de
ciclo fundamentalmente cortos.

Algunos ejemplos de realizacion de la invencion se describen a continuacién a partir de las figuras de los dibujos.
En ellos se muestra:

Figura 1: una representacion esqueméatica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
estructura de lentes (3) en bajorrelieve, estructuras en relieve 1y 2 (4, 5), y una estructura de refraccion (35),

Figura 2: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
estructura (13) en forma de ranura en bajorrelieve, una entalladura (15) en forma de “V”, con estructuras 1y 2 en
relieve en una entalladura (16), con estructuras en relieve (4, 5, 17),

Figura 3: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
mascara fotogréfica (18) para la fabricacion de socavaciones (19, 20, 21) a modo de lentes.

Figura 4: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
segunda mascara fotografica (23) para la fabricacién de una segunda estructura de la superficie (24),

Figura 5: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
mascara fotografica (18) para la fabricacion de una estructura de superficie (25),

Figura 6: una representacion esqueméatica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
mascara fotogréfica (18) para la fabricacion de una separacion galvanica (26),

Figura 7: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
segunda mascara fotografica (23) para la fabricacion de una estructura de lentes en bajorrelieve con socavacion
(27),

Figura 8: una representacién esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con
estructura de lentes en bajorrelieve con una socavacion (27),

Figura 9: una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado (1) con una
separacion galvanica (26) y una estructura (35) de difraccion fabricada sobre ella,

Figura 10: una representacion a modo de ejemplo de un documento (28) con una escritura (29, 34), un elemento de
reticula de lentes (30, 32), un elemento (35) de difraccion y un elemento de microescritura (31, 33),

Figura 11: una representacion esquematica de una seccion transversal a través del documento a modo de ejemplo
(28) con estructuras (29, 31, 35) en bajorrelieve y estructuras (30) en relieve,

Figura 12: una representacion esquematica de una seccion transversal a través del documento (28) a modo de
ejemplo con estructuras en bajorrelieve (29, 31, 35, 30),

Figura 13: una representacion esquematica de una seccion transversal a través del documento a modo de ejemplo
(28) con estructuras (32, 35) en bajorrelieve y estructuras (33, 34) en relieve.

En la Figura 1 se muestra una representacion esquematica de una chapa de estampado (1) con una estructura de

6



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2367897 T3

lentes (3) en bajorrelieve, estructuras en relieve 1y 2 (4, 5) y una estructura (35) de difraccion.

La chapa de estampado (2), en este caso, puede estar hecha de acero, preferentemente de acero fino inoxidable, y
ha de presentar una region superficial en su mayor parte libre de puntos defectuosos y libre de cavidades. Sin
embargo, también se puede usar un acero correspondientemente menos inoxidable con una capa superficial
galvanica, por ejemplo sobre base de niquel. O se puede usar una chapa fabricada de modo galvéanico, por ejemplo
hecha de niquel.

Habitualmente, este tipo de capas o chapas fabricadas de modo galvanico ofrecen una buena composicion de
material libre de puntos defectuosos, que hace posible la introducciéon de estructuras (3, 7, 8, 9) mas finas y
conformadas espacialmente, y ademas hace posible una ligadura con elementos (4, 5) aplicados quimicamente o
por medio de técnicas galvanicas.

En esta figura se representa una chapa de estampado (1) a modo de ejemplo con una estructura (3, 7, 8, 9)
dispuesta en bajorrelieve y a modo de lentes, en la que esta estructura (3, 7, 8, 9) en bajorrelieve consigue, sobre la
parte superior del documento (28), una estructura (30, 33, 34) en relieve y sobresaliente — ver Figuras 10 a 13 —.

Como radios (8) tipicos se indican 70 a 150 um, en particular en torno al valor de 90 um, y como profundidades
tipicas (9) se indican 50 a 120 um, en particular en torno al valor de 70 um, y como dimension de la reticula (7) se
indican 100 a 300 pum, en particular 170 um.

Por medio de la conformacién de este tipo de elementos de reticula de lentes (3), se pueden percibir los
denominados efectos de oscilacién de los elementos de impresién en el interior de un documento (28).

Las estructuras (4, 5) en relieve son estructuras aditivas sobre la superficie de la chapa de estampado (2), y se
muestran a modo de ejemplo dos alturas diferentes. La anchura y altura (10, 11) se pueden seleccionar en amplios
intervalos. Las estructuras (4, 5) en este caso, se pueden realizar a modo de punto, a modo de linea o planas.

La fabricacion de estas estructuras en bajorrelieve o en relieve en un lado y a otro lado de la superficie de referencia
(6) conformada con brillo intenso se realiza en este caso fundamentalmente por medio de un proceso de
estructuracion de dos etapas.

El primer paso del proceso de estructuracion es un enmascaramiento fotografico de la superficie de la chapa de
estampado (6). A continuacion, se lleva a cabo un proceso de exposicion con una mascara o un procedimiento de
exposicion directa. La mascara fotografica se retira a continuacion dependiendo del tipo de méascara fotografica en
los puntos expuestos 0 no expuestos con liquidos de desmoldeo correspondientes.

En las estructuras libres, ataca a continuacion una solucién cdustica por medio de un control de ataque
correspondiente una entalladura en forma de semicirculo (3) o en forma de ranura (13) o en forma de “V” (15) o en
forma de “U”. Fundamentalmente, se puede fabricar también una region (22) mayor sin socavacion.

El primer paso del proceso de estructuracion, sin embargo, también se puede realizar por medio de un moldeo
galvanico, y en este caso se fabrican estructuras o bien en bajorrelieve o bien en relieve en altura a un lado y a otro
de una superficie de referencia (6). Este tipo de moldeos galvanicos se realizan habitualmente sobre una base de
niquel, y entonces, en el presente caso, se ha de fabricar el grosor del moldeo galvanico para la adecuacién como
chapa de presion en una prensa de laminado de calor-frio.

El segundo paso del proceso de estructuracion se puede realizar ahora de modo fotoquimico o bien fotogalvanico
y/o por medio de una técnica laser.

En este caso, la superficie estructurada obtenida con el primer proceso de estructuracion se provee de una mascara
fotogréfica, se expone, se revela y se desmoldea, y con ello, a continuacion, por medio de la técnica de grabado por
agua fuerte y/o de modo galvanico, se puede fabricar una segunda estructura o también otras estructuras.

La dificultad en este caso reside en el hecho de que las estructuras fabricadas en el primer proceso de
estructuracion se han de cubrir o proteger bien, lo que se puede conseguir por medio de laminacién de una pelicula
fotosensitiva. En la mayoria de los casos, se realiza una laminacién de este tipo por medio de una laminacion de
vacio y/o una laminacién hiumeda. También se puede realizar, sin embargo, un proceso de fundicion de cortina o un
proceso de revestimiento por rociado.

El al menos segundo proceso de estructuracion, sin embrago, también se puede realizar mediante técnica laser. En
este caso se pueden realizar entalladuras por medio de ablacion laser y elevaciones por medio de la fundicion de
materiales correspondientes aplicados superficialmente.

Por medio de la ablacion laser se pueden fabricar tanto estructuras a modo de gilloqgue como microestructuras. La
forma de la entalladura, en este caso, se puede controlar a modo de escalera o en forma de espiral por medio de un
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control de impulso correspondiente.

La estructuracién de construccion laser puede realizarse ademas por medio de la colocacién o bien laminacién o
aplicacion por rociado o aplicacion mediante técnica de impresion de materiales adecuados. En este caso, se guia el
rayo laser con la potencia y la duracion de impulso o nimero de impulso correspondiente y con el foco adecuado de
modo correspondiente a la conformacion grafica deseada a lo largo de la superficie. A continuacion se retira el
material no usado.

La estructura (35) de difraccion se realiza en esta variante de realizacion practicamente de modo alineado con la
superficie de la chapa de estampado (6) y se fabrica por medio de grabado por agua fuerte de microprecisiéon y/o
laser ablativo.

La superficie de la chapa de estampado (6) se realiza segun la invencion con brillo intenso, y no se ve perjudicada
por medio de las diferentes mascaras fotogréaficas o bien procesos de fabricacion de estructura.

En la Figura 2 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con una estructura (13) en forma de ranura en bajorrelieve, una entalladura (15) en forma de “V” con estructuras
1y 2 en relieve en una entalladura (16) y con estructuras (4, 5, 17) en relieve.

Junto a estas entalladuras en forma de ranura (13) y en forma de V (15) con una profundidad (14) de pocos um a
algunos 50 um hasta aproximadamente un maximo de 100 um, se pueden realizar ademéas muchos tipos de formas,
y en este caso se ha de adaptar a esto el enmascaramiento fotografico y el proceso de grabado al agua fuerte o bien
el proceso galvanico.

La estructura (16) en relieve en la entalladura se consigue por medio de un proceso de fabricacion de varias etapas.
En este caso, en un primer proceso de enmascaramiento fotografico y en un primer proceso de desgaste de material
se ha de fabricar la cavidad, y a continuacién se han de realizar en un proceso aditivo las dos estructuras (16) en
relieve.

Junto a la fabricacién de estructuras en relieve (4, 5) también se pueden fabricar estructuras negativas. Para ello, se
fabrica en primer lugar una estructura plana en relieve y, a continuacion, se realizan las entalladuras (17). Las
estructuras fabricadas con ello sobre un documento (28) estan dispuestas en bajorrelieve (29) de modo natural.

En la Figura 3 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con un enmascaramiento fotografico (18) para la fabricacion de socavaciones (19, 20, 21) a modo de lentes.

En esta Figura 3, se explica de modo esquemaético el principio de la socavacion (19, 20, 21), en el que la socavacion
en forma semicircular solo representa una posible forma a modo de ejemplo. Fundamentalmente, en una realizacién
de un bafio adecuada se puede suponer una velocidad de ataque is6tropa. De este modo, en una primera
aproximacion, se puede atacar lateralmente con la misma profundidad que en profundidad.

De este modo, se pueden fabricar estructuras en bajorrelieve a modo de lentes, con forma de punto o de linea.

En este caso, la mascara fotogréfica (18) juega un papel muy fundamental, ya que ésta ha de permanecer firme
durante toda la duracion del proceso quimico o de la técnica galvanica, y se ha de adherir bien a la superficie de la
chapa de estampado (2). A continuacién, se ha de poder retirar (desmoldear) facilmente.

El grabado por agua fuerte perpendicular sin socavacion (22) muestra que con una realizacion de un bafio adecuado
son posibles igualmente erosiones sin socavacion. Fundamentalmente, se realizan erosiones con y sin socavacion
en procesos separados.

En la Figura 4, se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con un segundo enmascaramiento (23) para la fabricaciéon de una segunda estructuracion de la superficie (24). A
partir de esta figura se ha de mostrar el problema del enmascaramiento con una superficie ya estructurada.

Al usar peliculas como mascaras fotograficas (23) con un grosor de capa fotopolimera tipicamente de 25 um 6 50
um 6 75 um se usan adicionalmente hojas antiabrasion de poliéster adicionales, que en ocasiones hacen imposible
una integracién de las estructuras en bajorrelieve sin inclusiones de aire. Ciertamente se conocen, segun el estado
de la técnica, sistemas de hojas de laminado himedas y sistemas de laminado por vacio, si bien este tipo de
instalaciones y procesos son costosos y caros. Habitualmente el lacado por rociado o el racleado o la serigrafia o la
fundicion de cortina o el revestimiento de bobinas son procedimientos méas sencillos y mas eficientes para el
revestimiento de confirmacién. Las aberturas (24) para la segunda estructuracién de superficie se fabrican de
cualquier modo.

En la Figura 5 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con un enmascaramiento fotografico (18) para la fabricacién de una estructura de superficie (25). Este paso para
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la fabricacion de una estructuracién sobre una chapa de estampado (2) sirve para el descubrimiento de una
estructura (25) plana para una separacién (26) por técnica galvanica.

En la Figura 6 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con un enmascaramiento fotografico (18) para la fabricacion de una separacion galvanica (26). Esta separacion
galvanica (26) se ha de adherir bien sobre la superficie de la chapa de estampado (2), ha de tener los minimos
puntos defectuosos posibles, y deberia presentar un coeficiente de dilatacién térmico lo mas similar posible a la
chapa de estampado (2).

Como material de separacién galvanico preferido se usa niquel, que por un lado presenta una dureza superficial
suficiente, y por otro lado tiene una buena estabilidad para un proceso de laminado y de estampado.

En la Figura 7 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con un segundo enmascaramiento fotogréafico (23) para la fabricacion de una estructura de lentes en bajorrelieve
con socavacioén (27). Las aberturas de la mascara (24) se han de ajustar de un modo muy preciso a la forma de
socavacion (27) deseada.

En la Figura 8 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con una separacién galvanica (26) con estructura de lentes en bajorrelieve con socavacion (27). Una estructura
de lentes (27) de este tipo hace posible la fabricacion de una estructura de lentes (32) dispuesta en bajorrelieve
sobre un documento (28).

En la Figura 9 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal de una chapa de estampado
(1) con una separacién galvanica (26) y una estructura (35) de difraccién construida sobre ella. Un estructura (35) de
difraccién construida de esta manera hace posible la fabricacion de una estructura (35) de difraccion dispuesta en
bajorrelieve sobre un documento (28).

En la Figura 10 se representa una representacion a modo de ejemplo de un documento (28) con una escritura (29,
34), fabricandose la escritura “Austria Card” por medio de una chapa de estampado, que, por ejemplo, conforma por
medio de enmascaramiento fotografico, con un procedimiento de desgaste posterior quimico o galvanico, estructuras
en bajorrelieve o, en un segundo paso del procedimiento posterior, después de una segunda exposicion y
descubrimiento con un proceso posterior quimico o galvanico, una microestructura en relieve.

El elemento de reticula (30, 32) aqui representado presenta igualmente estructuras en relieve y/o en bajorrelieve,
que se genera por medio de entalladuras a modo de lentes sobre la chapa de estampado o por medio de una
estructura a modo de lentes sobre una elevacién plana sobre la chapa de estampado, estando conformadas las filas
de lentes con diferentes radios y diferentes dimensiones de reticula, que resultan a partir de diferentes altitudes de
estampado o profundidades de estampado.

Un elemento (35) de difraccion esta conformado como elemento dptico de difraccién de luz, plano o en forma de
linea o grafico, que esta dispuesto preferentemente algo empotrado, para proteger éste frente a dafios mecanicos, y
presenta una estructura horizontal, vertical o en forma de pliego. Un elemento con una estructura de difraccion
puede estar conformado por medio de un elemento con una estructura de reticula de lentes.

El elemento de microescritura (31, 33) representado presenta una estructura que no se puede leer a simple vista, y
gue estéa realizada igualmente en relieve y/o en bajorrelieve, estando conformada la estructura en forma de lineas
y/o de puntos.

Las estructuras en relieve o bien en bajorrelieve estan referidas por lo general al plano de referencia (36) que
conforma la superficie del documento sin los relieves y las entalladuras generadas.

El documento (28) se fabrica habitualmente por medio de un sistema de moldeo por transferencia conocido del
estado de la técnica.

En la Figura 11 se representa una representacion esquematica de una seccion transversal A-B por medio del
documento (28), a modo de ejemplo, con las estructuras (29, 31, 35) en bajorrelieve igualmente y las estructuras
(30) en relieve. Esta representacion muestra de un modo claro que el elemento de reticula de lentes (30, 32) esta
conformado como una estructura en relieve y la microescritura (31) como una estructura en bajorrelieve.

En la Figura 12 se muestra una representacion esquematica de una seccion transversal A-B a través del documento
(28), a modo de ejemplo, con estructuras (29, 31, 35, 30) en bajorrelieve, en el que las estructuras (31, 29, 32)
mencionadas anteriormente estan conformadas en esta forma de realizacion representada de un documento (28)
como entalladuras y la estructura de la microestructura (33) también esta conformada adicionalmente como relieves.

En la Figura 13 se muestra una representacion esquematica de una seccién transversal A-B a través el documento
(28), a modo de ejemplo, con estructuras (32, 35) en bajorrelieve y estructuras (33, 34) en relieve, en el que la
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fijacion de las estructuras en bajorrelieve o en relieve representa parcialmente una forma reversible respecto a las
Figuras 10 a 12, y esta fijada dependiendo del uso del documento (28), pudiendo presentar la microescritura (31, 33)
en el interior de un documento (28) estructuras tanto en relieve como en bajorrelieve.

Lista de simbolos de referencia

O©CoO~NOOUAWNPE

NNNNVNNRRRRRERRRER
ARWONRPOOONOUAWNERO

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Chapa de estampado (chapa de presién) con estructura tridimensional
Chapa de estampado (chapa de presion)

Estructura de lentes en bajorrelieve (en chapa de estampado)
Estructura en relieve 1 (sobre la chapa de estampado)

Estructura en relieve 2 (sobre la chapa de estampado)

Superficie de brillo intenso (=superficie de referencia)

Medida de la reticula del sistema de lentes

Radio del sistema de lentes

Profundidad del sistema de lentes

Altura de la estructura de relieve 1

Altura de la estructura de relieve 2

Grosor de la chapa de estampado

Estructura en bajorrelieve en forma de ranura

Profundidad de la ranura en forma de ranura o bien en forma de “V”
Entalladura en forma de “V”

Estructuras en relieve 1y 2 en una entalladura

Estructuras en bajorrelieve en una estructura en relieve

Masca fotogréafica (mascara fotopolimera, expuesta, revelada y desmoldeada)
Abertura en la mascara de grabado por agua fuerte

Socavacion (en forma de semiesfera)

Profundidad de grabado por agua fuerte

Grabado por agua fuerte perpendicular sin socavacion

Segunda mascara fotografica

Segunda estructuracion de la superficie (con desgaste quimico y/o con aplicacion galvanica y/o con
aplicacién/desgaste por laser)

Estructura superficial

Separacion galvanica

Estructura de lentes en bajorrelieve con socavacion

Documento (tarjeta de identidad)

Escritura (p. €j. Austria Card — en bajorrelieve o en relieve)
Elemento de reticula de lentes en relieve

Microescritura en bajorrelieve

Elemento de reticula de lentes en bajorrelieve

Microescritura en relieve

Escritura en relieve

Estructura de difraccion

Documento de plano de referencia (plano cero)
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricaciéon de una chapa de estampado (1) para una prensa de laminacién de calor-frio con
estructuras (3-5) tridimensionales, para la fabricacion de documentos (28) por medio de estampado de superficie, en
el que con un proceso de estructuracion de al menos dos etapas en un primer paso del procedimiento se fabrican
estructuras en bajorrelieve (3, 13) y/o en relieve (4, 5, 17) en la superficie de la chapa de estampado (6), y, a
continuacion, en un segundo paso de procedimiento, se fabrican estructuras adicionales en bajorrelieve (3, 13) y/o
en relieve (4, 5, 17) en la superficie (6) no estructurada y/o en la superficie (3, 13; 4, 5, 17) ya estructurada, y en el
que las estructuras en bajorrelieve (3, 13) y las estructuras en relieve (4, 5, 17) se fabrican con al menos un proceso
de enmascaramiento fotografico (18, 23), caracterizado porque las estructuras en bajorrelieve (3, 13) y en relieve
(4, 5, 17) se fabrican en relacién a una superficie de brillo intenso (6) definida como plano de referencia, en el que al
menos una estructura en bajorrelieve (3, 13) o una estructura en relieve (4, 5, 17) esta conformada en forma de
lente, realizandose la estructura (3, 4, 5, 17) en forma de lente en bajorrelieve o en relieve, fabricaAndose la
estructura en forma de lente (3, 4, 5, 17) por medio de socavacion (19, 20, 21; 24, 27), entendiéndose por una
socavacion (19, 20, 21; 24, 27) la fabricacion de una mascara fotografica (18, 23), en la que las aberturas (19) estan
realizadas pequefias, de tal manera que tiene lugar un grabado por agua fuerte practicamente isétropo, y gracias a
ello se consigue una fuerte socavacion (19, 20, 21; 24, 27), gracias a lo cual se consigue lateralmente una
profundidad de grabado por agua fuerte (20) similar que en la profundidad (21).

2. Procedimiento para la fabricacion de una chapa de estampado (1) segun la reivindicacién 1, caracterizado
porque las estructuras (3, 13) en bajorrelieve y las estructuras (4, 5, 17) en relieve presentan formas en forma
circular, en forma parabdlica, en forma rectangular, en forma de “V”, en forma de trapecio y/o en formas compuestas.

3. Procedimiento para la fabricacion de una chapa de estampado (1) segin una de las reivindicaciones 1 6 2,
caracterizado porque la estructura en forma de lente (3, 4, 5, 17) estéa realizada en forma de reticula o en forma de
filas, y con ello se ajustan distancias de reticula (7, 15, 20) de 100 a 300 um, y se ajustan profundidades de
estructura (9, 14, 21) o bien alturas de estructura (10, 11) de 2 a 150 um, 0 de 5 a 100 um.

4. Procedimiento para la fabricacion de una chapa de estampado (1) seglin una de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque como chapa base (2) para la chapa de de estampado (1) se usa una chapa de acero libre de
puntos defectuosos e inoxidable o una chapa de acero con separacion de niquel galvanica o una chapa de niquel
fabricada de modo galvéanico.

5. Procedimiento para la fabricacion de una chapa de estampado (1) segun la reivindicacion 4, caracterizado
porque, como chapa base (2), se usa una chapa de forma galvanica con una primera estructura (3, 4, 5, 13, 17) ya
fabricada para la fabricacion de otras estructuras (3, 4, 5, 13, 17).

6. Procedimiento para la fabricacién de una chapa de estampado (1) segun una de las reivindicaciones 1 a 5,

caracterizado porque, sobre una estructura (26) en relieve, se dispone una estructura (35) de refraccion, que es un
elemento 6ptico de difraccion de luz conformado plano o en forma de linea o de modo grafico.
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